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(57)【要約】
装置の弁本体内に弁座リングを固定するためのリテーナ
を有する制御弁が開示される。該弁座リングは、該制御
弁の該弁本体の流体流路のボアの中に配置され、該リテ
ーナは、該弁本体の内面に付設されて該弁座リングを該
ボア内に保持する。該リテーナは、該ボアの該内面に対
して該弁座リングを保つように、該弁座リング上に締着
されるボルトを受容するためにこれを貫通して螺刻され
た開口部、および／または該制御装置が閉じた位置にあ
る場合、密閉を形成して漏出を防止するガスケットを含
む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御弁であって、
　入口、出口、および前記入口から前記出口へと延在する流体流路を画定する本体と、
前記弁本体内に配置され、かつ前記流体流路がこれを通過するオリフィスを画定する弁座
リングと、
　前記弁座リングを係合して前記制御弁を通過する流量を制御するように構成される絞り
要素と、
　前記弁本体に連結され、かつ、前記弁座リングの表面と前記弁本体の対応する表面との
間に密閉が形成されて、前記弁座リングを越えて前記弁座リングのオリフィスの外側への
流動を防止するように、前記弁座リングを前記弁本体内の適所に保持するように前記弁座
リングと係合するリテーナと、を備える、制御弁。
【請求項２】
　前記リテーナは、前記弁座リングの周囲に配置されるように構成され、前記リテーナは
、複数のこれを貫通した穴を有する内向きに延在するリングと、前記穴のうちの対応する
１つを通って各々配置され、かつ前記弁座リングの表面を前記弁本体の前記対応する表面
に押し付けて係合させて密閉を形成するように前記弁座リングを係合する複数のボルトと
を備える、請求項１に記載の制御弁。
【請求項３】
　前記弁本体は、螺刻された内面を備え、前記リテーナは、前記リテーナが前記弁本体に
捻合されて前記弁座リングを前記弁本体内に保持するように、前記弁本体の前記螺刻され
た内面と噛合する螺刻された外面を備える、請求項１に記載の制御弁。
【請求項４】
　前記弁座リングは、前記オリフィスを画定する内面を有する空洞状の円筒と、外向きに
延在する環状のフランジとを備え、前記リテーナは、複数のこれを貫通する穴を有する内
向きに延在する環状のリングを有する空洞状の円筒を備え、前記環状のリングは、前記弁
座リングが前記弁本体内に配置され、かつ前記リテーナが前記弁本体により係合される場
合、前記環状のフランジの近隣に配置され、前記制御弁は、前記穴のうちの対応する１つ
を通って各々配置され、かつ前記弁座リングの前記表面を前記弁本体の前記対応する表面
に押し付けて係合させて前記密閉を形成するように前記環状のフランジの表面を係合する
複数のボルトを備える、請求項１に記載の制御弁。
【請求項５】
　前記弁本体の前記内面は、環状の肩部を画定し、前記環状のフランジは、前記弁本体の
前記環状の肩部と前記リテーナの前記環状のリングとの間に配置される、請求項４に記載
の制御弁。
【請求項６】
　前記密閉を形成するように前記弁座リングの前記表面と前記弁本体の前記対応する表面
との間に配置されるガスケットを備える、請求項１に記載の制御弁。
【請求項７】
　前記リテーナは、複数の外向きに延在するタブを備え、前記弁本体は、前記リテーナの
前記タブを受容し、かつ前記タブが配置される対応するＬ形状の陥凹部のリップの下に配
置されるように前記リテーナが回転される場合、前記リテーナの軸方向の移動に対して前
記リテーナを前記弁本体内に保持するように構成される複数の前記Ｌ形状の陥凹部を備え
る、請求項１に記載の制御弁。
【請求項８】
　入口、出口、および前記入口から前記出口へ延在する流体流路を画定する本体と、前記
弁本体内に配置され、かつ前記流体流路がこれを通過するオリフィスを画定する弁座リン
グと、絞り要素であって、前記絞り要素が閉じた位置に配置される場合、前記弁座リング
と係合して前記オリフィスを通過する流体の流動を防止するように構成され、かつ開いた
位置と前記閉じた位置との間で移動可能な、絞り要素とを有する制御弁のためのリテーナ
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であって、
　前記リテーナを前記制御弁の前記弁本体に接合する連結機構と、
　前記弁座リングの表面と前記弁本体の対応する表面との間に密閉が形成されて前記弁座
リングを越えて前記弁座リングのオリフィスの外側への流動を防止するように、前記弁座
リングを前記弁本体内の適所に保持するように、前記弁座リングを係合する係合機構とを
含む、リテーナ。
【請求項９】
　前記弁本体は、螺刻された内面を備え、前記リテーナの前記連結機構は、前記リテーナ
が前記弁本体に捻合されて前記リテーナを前記弁本体に接合するように、前記弁本体の前
記螺刻された内面と噛合する螺刻された外面を備える、請求項８に記載のリテーナ。
【請求項１０】
　前記リテーナは、前記弁座リングの周囲に配置されるように構成され、前記リテーナの
前記係合機構は、複数のこれを貫通した穴を有する内向きに延在するリングと、前記穴の
対応する１つを通って各々配置され、かつ前記弁座リングの前記表面を前記弁本体の前記
対応する表面に押し付けて係合させて前記密閉を形成するように前記弁座リングを係合す
る複数のボルトと、を備える、請求項８に記載のリテーナ。
【請求項１１】
　前記弁座リングは、前記オリフィスを画定する内面を有する空洞状の円筒と、外向きに
延在する環状のフランジとを備え、前記リテーナの前記係合機構は、複数のこれを貫通し
た穴を有する内向きに延在する環状のリングを有する空洞状の円筒であって、前記環状の
リングは、前記弁座リングが前記弁本体内に配置され、かつ前記リテーナの前記連結機構
が前記リテーナを前記弁本体に接合する場合、前記環状のフランジの近傍に配置される、
空洞状の円筒と、前記穴のうちの対応する１つを通って各々配置され、弁座リングの前記
表面を前記弁本体の前記対応する表面に押し付けて係合させて前記密閉を形成するように
前記環状のフランジの表面を係合する複数のボルトとを備える、請求項８に記載の制御弁
。
【請求項１２】
　前記弁本体は、複数のＬ形状の陥凹部を備え、前記リテーナの前記連結機構は、前記弁
本体の対応するＬ形状の陥凹部に受容されるように構成される複数の外向きに延在するタ
ブを備え、前記リテーナは、前記タブが配置される前記対応するＬ形状の陥凹部のリップ
の下に前記タブが配置されるように前記リテーナが回転される場合、軸方向の移動に対し
て前記弁本体内に保持される、請求項８に記載のリテーナ。
【請求項１３】
　制御弁であって、
　入口、出口、および前記入口から前記出口へ延在する流体流路を画定する本体と、
　前記弁本体内に配置され、かつ前記流体流路がこれを通過するオリフィスを画定する弁
座リングと、
　前記弁座リングを係合するように構成される絞り要素であって、前記絞り要素が閉じた
位置に配置される場合前記オリフィスを通過する流体の流動を防止し、開いた位置と前記
閉じた位置との間で移動可能な、絞り要素と、
　リテーナとを備え、
　前記リテーナは、
　前記リテーナを前記弁本体に接合する連結機構と、
　前記弁座リングの表面と前記弁本体の対応する表面との間に密閉が形成されて前記弁座
リングを越えて前記弁座リングのオリフィスの外側への流体の流動を防止するように、前
記弁座リングを前記弁本体内の適所に保持するための前記弁座リングを係合する係合機構
とを備える、制御弁。
【請求項１４】
　前記弁本体は、螺刻された内面を備え、前記リテーナの前記連結機構は、前記リテーナ
が前記弁本体に捻合されて前記弁座リングを前記弁本体に保持するように、前記弁本体の
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前記螺刻された内面と噛合する螺刻された外面を備える、請求項１３に記載の制御弁。
【請求項１５】
　前記リテーナは、前記弁座リングの周囲に配置されるように構成され、前記リテーナの
前記係合機構は、複数のこれを貫通した穴を有する内向きに延在するリングと、前記穴の
うちの対応する１つを通って各々配置され、かつ前記弁座リングの表面を前記弁本体の前
記対応する表面に押し付けて係合させて前記密閉を形成するように前記弁座リングと係合
する複数のボルトとを備える、請求項１３に記載の制御弁。
【請求項１６】
　前記弁座リングは、前記オリフィスを画定する内面を有する空洞状の円筒と、外向きに
延在する環状のフランジとを備え、前記リテーナの前記係合機構は、複数のこれを貫通し
た穴を有する内向きに延在する環状のリングを有する空洞状の円筒であって、前記環状の
リングは、前記弁座リングが前記弁本体内に配置され、かつ前記リテーナが前記弁本体に
より係合される場合、前記環状のフランジの近位に配置される、空洞状の円筒と、前記穴
のうちの対応する１つを通って各々配置され、かつ前記弁座リングの前記表面を前記弁本
体の前記対応する表面に押し付けて係合させて前記密閉を形成するように前記環状のフラ
ンジの表面を係合する複数のボルトとを備える、請求項１３に記載の制御弁。
【請求項１７】
　前記弁本体の前記内面は、環状の肩部を画定し、前記環状のフランジは、前記弁本体の
前記環状の肩部と前記係合機構の前記環状のリングとの間に配置される、請求項１６に記
載の制御弁。
【請求項１８】
　前記密閉を形成するように前記弁座リングの前記表面と前記弁本体の前記対応する表面
との間に配置されるガスケットを備える、請求項１３に記載の制御弁。
【請求項１９】
　前記リテーナの前記連結機構は、複数の外向きに延在するタブを備え、前記弁本体は、
前記リテーナの前記タブを受容するように、かつ前記タブが配置される前記対応するＬ形
状の陥凹部のリップの下に前記タブが配置されるように前記リテーナが回転される場合、
前記リテーナの軸方向の移動に対して前記リテーナを前記弁本体内に保持するように構成
される複数のＬ形状の陥凹部を備える、請求項１に記載の制御弁。
【請求項２０】
　入口、出口、および前記入口から前記出口へ延在する流体流路を画定する本体と、オリ
フィスを画定する弁座リングと、前記弁座リングを係合して前記オリフィスを通過する流
体の流動を防止するように構成される絞り要素と、弁座リングリテーナとを有する制御弁
を組み立てるための方法であって、
　前記弁座リングを前記流体流路に沿って前記弁本体のボアに挿入するステップと、
　前記リテーナを前記弁本体に挿入し、前記弁座リングの近傍の前記リテーナの連結機構
を用いて前記リテーナを前記弁本体に接合するステップと、
　前記弁座リングを前記リテーナの係合機構に係合し、かつ前記弁座リングの表面と前記
弁本体の対応する表面との間に密閉を形成して、弁座リングを越えて前記弁座リングのオ
リフィスの外側への流動を防止するステップと、を含む、方法。
【請求項２１】
　前記弁本体は、螺刻された内面を備え、前記リテーナの前記連結機構は、前記弁本体の
前記螺刻された内面と噛合するように構成される螺刻された外面を備え、前記リテーナを
前記弁本体に接合するステップは、前記螺刻された外面を前記螺刻された内面に噛合して
、前記弁本体に前記リテーナを捻合するステップを含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記リテーナの前記係合機構は、複数のこれを貫通した穴を有する内向きに延在するリ
ングと、前記穴のうちの対応する１つを通って各々配置される複数のボルトを備え、
　前記リテーナを前記弁座リングの周囲に配置するステップと、
　前記ボルトを前記弁座リングに捻合して係合し、前記弁座リングの前記表面を、前記弁



(5) JP 2011-503490 A 2011.1.27

10

20

30

40

50

本体の前記対応する面に押し付けて係合させて、前記密閉を形成するステップと、を含む
、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記弁座リングは、前記オリフィスを画定する内面を有する空洞状の円筒と、外向きに
延在する環状のフランジとを備え、前記リテーナは、複数のこれを貫通する穴を有する内
向きに延在する環状リングを有する空洞状の円筒と、前記穴のうちの対応する１つを通っ
て各々配置される複数のボルトとを備え、前記弁座リングの前記環状のフランジに近隣に
配置される前記リテーナの前記環状リングを備える前記弁座リングの周辺に前記リテーナ
を配置するステップと、前記ボルトを前記弁座リングの前記環状のフランジに捻合して係
合し、前記弁座リングの前記環状のフランジの表面を前記弁本体の前記対応する表面に押
し付けて係合させて、前記密閉を形成するステップと、を含む、請求項２０に記載の方法
。
【請求項２４】
　前記弁本体の前記内面は、環状の肩部を画定し、前記環状のフランジは、前記弁本体の
前記環状の肩部と前記リテーナの前記環状のリングとの間に配置される、請求項２３に記
載の方法。
【請求項２５】
　前記リテーナの前記連結機構は、複数の外向きに延在するタブを備え、前記弁本体は、
前記リテーナの前記タブを受容するように構成される複数のＬ形状の陥凹部を備え、前記
リテーナを接合するステップは、
　前記リテーナの前記タブを前記弁本体の前記対応するＬ形状の陥凹部に挿入するステッ
プと、
　前記タブが配置される前記対応するＬ形状の陥凹部のリップの下に前記タブが配置され
るように前記リテーナを回転するステップと、を含む、請求項２０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、流量制御装置に関し、より具体的には、このような流量制御装置の
弁座と弁本体の内面との間に密閉を形成するように弁座リングを係合するための弁座リン
グリテーナに関する。
【背景技術】
【０００２】
　制御弁や調整器等の流量制御装置は、一般的に、管を通る流体の流動を制御するために
使用される。制御弁等の典型的な流量制御装置は、入口と、出口と、入口と出口との間に
延在する流体流路とを画定する弁本体とを含む。弁座リング内の弁座は、流体流路内にオ
リフィスおよび閉鎖面を画定するように、本体に連結され得る。弁体等の絞り要素は、弁
座リングと相対的に移動可能で、オリフィスを通る流量を制御する。ある種の流量制御装
置は、ケージ等、制御弁内の弁体の運動を誘導することができ、かつ入口と出口との間の
流量を特徴付けることができる、内部構成部品を採用する。ケージは、概して、絞り要素
を受容するような大きさである内部のボアを画定し、かつ、典型的に、流体流路が通過す
る少なくとも１つの通路を含む。絞り要素は、開いた位置と閉じた位置との間で移動可能
で、ここで絞り要素は、弁座リングに相対して流量を調節または制御する。閉じた位置に
おいて、絞り要素は、典型的にはケージの遠位終端に位置する、弁座リング内の弁座に係
合して、流体が弁を通って流動することを実質的に防止する。弁座、およびしたがって弁
座リングは、絞り要素内に整合し、かつその同心で咬合して、流体の密閉または遮断を提
供することが好ましいことが一般に理解される。
【０００３】
　従来の流量制御装置は、弁座リングを弁本体内に保持するため、および弁座リングを絞
り要素に整合するための多様な方法を採用している。弁座リングを保持するためのこのよ
うな方法の１つは、弁座リングと弁本体との間に螺合を使用する。つまり、弁座リングの
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外面は、弁座リングが流体流路に沿って弁本体内の対応する螺刻された面に捻合され得る
ように、螺刻される場合がある。弁座リングと弁本体の内面との間の密閉を作るためには
、組み立て中、弁座リングに相当量のトルクが印加されなければならない。必要なトルク
量は、概して、ポートの直径（つまりオリフィスの直径）が大きくなるにつれて指数的に
増加する。しかしながら、このような設計において弁座リングに印加される大きなトルク
は、弁座リングの放射状の歪みにつながる可能性があり、これは弁本体と、弁座リングと
、絞り要素との間の密閉を損なう場合があり、これにより弁の遮断能力を削減または劣化
する。
【０００４】
　さらに、必要なトルクを捻合される弁座リングに印加し、条件を満たす密閉を提供する
ことは困難であり得る。つまり、内部の流体流路と相対的な弁座リングの位置により、弁
座リングへのアクセスが困難になる場合がある。加えて、典型的に、弁本体に捻合される
弁座リングの組み立てには、特殊な道具が必要である。これらの困難性は、修理および／
または交換のために捻合された弁座リングを取り外す場合にもあてはまる。弁座リングの
修理および／または交換は、捻合される弁座リングと弁本体との間の比較的高い接触応力
によりさらに複雑になる場合があり、弁座リングが設置された場合、弁本体での螺合を破
損する場合がある。
【０００５】
　流量制御装置に従来の弁座リングを設置するための別の方法においては、弁座リングは
弁本体に直接ボルトで固定されて、弁座リングを適所に固定し得る。つまり、弁座リング
は、それを弁本体に固定するボルトを受容するように、弁座リングの外周周辺に貫通穴を
設けて製造加工され得る。ボルトで固定される弁座リングは、典型的に、ボルトを受容す
るため、弁本体に複数のタッピングが必要である。弁座リングを付設しているボルトは張
力状態にあるため、流量制御装置を製造加工するには、高強度の素材が必要である。一部
の装置においては、高強度のボルト要件により、基準を満たす材料の選択は、米国インデ
ィアナ州ココモ市のＳｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｍｅｔａｌｓから販売されているニッケルベー
スの合金Ｉｎｃｏｎｅｌ７１８等のより高価な材料に限定される。捻合される弁座リング
と同様に、弁座リングを弁本体に保持するにはボルトに高トルクを印加することが必要で
、弁本体内部の下方に存在するボルトに高トルクを印加することは困難な場合がある。ま
た、ボルトに高トルクを印加することによって、弁座リングが歪む可能性を増加させる（
つまり、弁座リングを実質的に非平面状および非軸上にする）場合があり、弁座リングと
弁本体との間、または弁座リングと絞り要素との間の漏出を引き起こす場合がある。加え
て、張力状態のボルトは、応力腐食割れの影響を受けやすい場合がある。
【０００６】
　他の実施例においては、弁座リングは弁本体の内壁に溶接され得る。溶接される弁座リ
ングを有する制御弁は、製造加工および設置が高価である。多数の事例においては、弁座
リングを機械加工する立て旋盤上で弁本体が転回されなければならないか、または弁本体
を固定している間に弁座を機械加工する特殊な道具が必要である。いずれの製造方法も実
施が高価で修理も非常に高価である。
【０００７】
　弁座リングを流量制御装置内に保持するための別の方法は、ケージまたは弁座リングリ
テーナ等のクランプ要素を提供して、弁座リングを適所に挟持することである。これらの
従来のクランプ要素は、弁座リングをこのような様態で固定しない他の装置に比べて、相
当の費用を流量制御装置に追加する可能性がある。さらに、弁座リング、クランプ要素お
よび／または弁本体が様々な材料から製造加工される場合、弁本体とクランプ要素との間
の熱膨張差は、流量制御装置の動作温度範囲を著しく制限する。加えて、弁本体の材料厚
さの変化から生じる異なる温度領域は、さらに、温度膨張差を大きくする可能性がある。
熱膨張差による漏出を防止する１つの典型的な解決策は、類似の熱膨張の係数を有する材
料から弁本体、弁座リングおよびクランプ要素を製造加工することである。しかしながら
、これは弁に相当なコストを追加することになり得る。
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【０００８】
　さらに、挟持される弁座リングは、典型的に、弁座リングと弁本体との間にガスケット
を必要としてその間の流体密閉を提供する。ガスケットの荷重力は、本体からボンネット
へのボルト締めにより発生し、ボンネットからケージへ、ケージから弁座リングへと経由
して伝達されて、ガスケットに荷重しなければならない。ガスケットで密閉を形成するた
めに求められる必要な力は、本体からボンネットへのより大きいボルト、弁本体のウェブ
内の追加の材料、および弁の入口および出口にさらに厚いフランジを必要とする可能性が
あり、これら全てが制御弁のコストを増加させる。
【０００９】
　大型の流量制御装置、例えば、直径が少なくとも６インチのポートサイズまたは弁座リ
ングの断面積を有する制御弁においては、流量の容量を増加するために、ポートのサイズ
を最大限にすることが非常に重要である（つまり、弁の流動容量は、ポート面積の二乗に
正比例する）ことが一般に理解される。所与の流量装置本体に対して増加された流動容積
のためのより大型の弁座リングを適用するには、流量装置の開口部または頭部は、より大
型の弁座を受容するように直径を大きくしなければならない場合があり、これによって、
前述のボルト固定要件が増えることになる。
【００１０】
　ポートサイズを大きくする別の方法は、弁座リングの開口またはポートを最大限にする
ことに関する。ポート面積を最大にするには、弁座リングは、所与の弁のサイズに合わせ
て、弁座リングの外周周辺の材料を取り除いて、弁座リングが弁本体の頭部を通過できる
ようにする一方で、弁座リングの内側から材料を取り除いて、オリフィスの直径を大きく
することにより、「より薄く」作製され得る。弁座リングが薄くなるにつれて、弁座リン
グが上記の方法のいずれかを使用して弁本体に締着される場合、歪みに対する影響をより
受けやすくなる場合がある。弁座リングの歪みは、流量制御装置の漏出の主要な原因であ
り、装置のトリム（例えば、高圧用とにおいて弁体または弁座の腐食を発生させる場合が
ある高速流）の破損につながる可能性がある。また、大型の弁座リングとそれぞれの／受
容する本体との間に十分な密閉を作ることもより困難である。
【００１１】
　弁座リングを流量制御装置内に保持するための既存方法、ならびに装置の動作要件およ
び範囲を考慮すると、可能性としてはコストを削減し、かつ特殊な道具または機械加工の
工程の必要のない、流量制御装置がより容易に製造されることを可能にし、かつ必要な場
合に弁座リングの修理や交換を容易にする、改善された弁座リング保持機構および方法の
必要性が存在する。さらに、より大型の流量制御装置であっても、弁座リングの歪みおよ
びこれに伴う漏出問題を発生させることなく、弁座リングを装置の本体内に固定して保持
する、改善された弁座リング保持機構の必要性が存在する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】装置の本体内に弁座リングを固定する螺刻されたリテーナを有する流量制御装置
の側面立面断面図である。
【００１３】
【図２】図１の詳細部分の拡大断面図である。
【００１４】
【図３Ａ】リテーナを流量制御装置の弁本体に固定するための外向きに延在するタブを有
する弁座リングリテーナの代替的な実施形態の上面図である。
【００１５】
【図３Ｂ】弁座リングリテーナのタブを受容するように構成された流量制御装置の本体内
に着座される図３Ａの弁座リングリテーナの上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下の説明は本発明の多数の様々な実施形態の詳細な説明を示すものであるが、本発明
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の法的範囲は本特許の最後に示される請求項の語句により定義されることを理解されたい
。詳細な説明は、あくまでも例としてのみ解釈されるものであって、あらゆる可能な実施
形態を説明することは、不可能ではないにしろ実用的ではないため、本発明のあらゆる可
能な実施形態は説明しない。現在の技術または本発明の特許出願日後に開発される技術の
いずれを使用しても、多数の代替実施形態が実施され得るが、これらは依然として本発明
を定義する請求項の範囲内である。例えば、本発明は、制御弁としての流量制御装置の状
況において説明され得るが、当業者は、調整器等の弁座リングおよび絞り要素を使用する
任意の流量制御装置であると理解する。
【００１７】
　また、ある用語が、「本明細書に使用される際、「＿＿」という用語は本明細書におい
て、…を意味すると定義される」という文または類似の文を使用して、本特許において明
示的に定義されない限り、その用語の意味を、明示的または暗示的のいずれにおいても、
その単純なまたは通常の意味を越えて限定する意図は存在しないものとし、また、当該用
語は、（請求項の言葉を除いて）本特許の任意の項において記された任意の文に基づいた
範囲において限定されると解釈されてはならないことを理解されたい。本特許の最後の請
求項に記載された任意の用語が、本特許において単一の意味と一致した様態において参照
される限り、それは、あくまでも読者を混乱させないように明確化を目的としてのみ行わ
れたものであり、当該請求項の用語は、暗示ないしは別の方法によって、その単一の意味
に限定されることを意図するものではない。最後に、請求項の要素がいずれの構造の詳細
説明も伴わずに「手段」という用語および機能を列挙することにより定義されない限り、
いずれの請求項の要素も３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１２、第６段落の適用に基づいて解釈され
ることを意図しない。
【００１８】
　装置の弁本体内に弁座リングを固定するためのリテーナを有する流量制御装置が開示さ
れる。弁座リングは、流量制御装置の本体の流体流路のボア内に配置され、リテーナは、
本体の内面に付設されてボア内に弁座リングを保持する。リテーナは、ボアの内面に対し
て弁座リングを保持するように弁座リングの上に締着されるボルトを受容するためにこれ
を貫通した螺刻された開口部、および／または制御装置が閉じた位置にある場合、密閉を
形成して漏出を防止するガスケットを含む。リテーナを流量制御装置の弁本体内に接合す
るための連結機構の一実施形態においては、リテーナは、螺刻された外面を含み、弁本体
のボアは、弁座リングが挿入された後、リテーナがボアに捻合されるように、対応する螺
刻された内面を含む。連結機構の代替実施形態においては、リテーナと弁本体との間のバ
ヨネット型接合は、リテーナの外向きに延在するタブおよび弁本体の内面の対応するＬ形
状の陥凹部により提供される。タブは陥凹部に挿入され、リテーナは部分的に回転される
ので、タブは陥凹部の突出部分により係合されて、リテーナを所定の位置に固定する。リ
テーナのこれらおよび他の実施形態は、以下で詳細が説明され、ならびに／または本開示
に従う流量制御装置内で利用されるとして本発明者により検討される。
【００１９】
　図１および図２は、螺刻されたリテーナ１４により適所に保たれる弁座リング１２を備
える制御弁１０の形式における流量制御装置の第１の実施形態を示す。制御弁１０は、入
口２０と、出口１８と、入口２０から出口１８に延在する流体流路２２とを画定する弁本
体１６を含む。弁座リング１２は、弁本体１６のボア２４内に配置され、かつ流体流路２
２が通過するオリフィス２６を画定する。弁座リング１２は、ボア２４内の肩部３０上に
載る底面を有する外向きに延在するフランジ２８を含む。ガスケット３２は、フランジ２
８と肩部３０との間に配置され得、制御弁１０が遮断または閉じた位置にある場合、弁座
リング１２の外部周辺の漏出を防止する密閉を形成する。代替として、フランジ２８は、
弁本体１６との表面対表面の接触密閉を形成してもよい。
【００２０】
　ケージ３４は、弁本体１６に連結され、弁座リング１２を係合する。ケージ３４は、内
部のボア３６と、ケージ３４を通って延在し、かつ流体流路２２が通過する少なくとも１
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つの通路３８とを画定する。図２に詳細が示されているように、絞り要素４０は、ケージ
の内部のボア３６に滑動可能に挿入するための大きさに決められた外面４２を有する。ス
テム４４は、絞り要素４０に連結され、さらにアクチュエータ（図示せず）に連結される
。アクチュエータは、軸４６に沿ってステム４４および付設された絞り要素４０を往復運
動させる。絞り要素４０が閉じた位置にある場合、弁座リング１２の接触面または弁座５
０を係合するように配向された弁座面４８を有する絞り要素４０が示されている。動作中
、制御弁１０が図１および図２に示された閉じた位置にある場合、絞り要素４０の弁座面
４８は、弁座リング１２の弁座５０を密閉係合して、弁座リング１２のオリフィス２６、
したがって、流体流路２２を通る流体の流動を防止する。同時に、ガスケット３２により
形成される密閉は、流体が弁座リング１２の外部周囲に流出し、出口１８に向かって漏出
することを防止する。制御弁１０を開くことが所望される場合、アクチュエータは、ステ
ム４４および絞り要素４０を上向きに移動させる。絞り要素４０の外面４２がケージ３４
の通路３８を越えて移動すると、入口２０からの流体は、通路３８を通って、弁座リング
１２のオリフィス２６を通って、および出口１８を通って流動する。当業者は、制御弁１
０の流量容量は、絞り要素４０の位置および流体が流動することができる通路３８の数に
より規制されることを理解するであろう。
【００２１】
　上記のように、弁座リング１２は、螺刻されたリテーナ１４により弁本体１６のボア２
４の適所に保たれる。螺刻されたリテーナ１４は、円形で、弁座リング１２の周囲に外側
のフランジ２８の上側に配置され、かつ弁本体１６のボア２４に受容されるように構成さ
れる。螺刻されたリテーナ１４の上部の近傍に、外向きに延在する環状のフランジ６０は
、以下に詳細を説明するように、制御弁１０の組み立て中に、螺刻されたリテーナ１４の
ための掴持面を提供する。螺刻されたリテーナ１４は、さらに、弁座リング１２の外側フ
ランジ２８より上側の外径よりも大きい内径を有する内向きに延在する環状のリング６２
を含むので、螺刻されたリテーナ１４は、図面のように弁座リング１２の周囲に配置され
得る。
【００２２】
　螺刻されたリテーナ１４を弁本体１６に固定するために、螺刻された内面６４を含む弁
本体１６のボア２４、および対応する螺刻された外面６６を含む螺刻されたリテーナ１４
を備えた連結機構が提供される。螺刻された面６４、６６によって、螺刻されたリテーナ
１４は、弁本体１６のボア２４に捻合されることが可能で、螺刻された面６４、６６の間
の係合により、軸４６、ならびに絞り要素４０およびステム４４の移動と平行な方向の螺
刻されたリテーナ１４の移動を防止する。螺刻された面６４，６６は、螺刻されたリテー
ナ１４がボア２４に捻合され、弁座リング１２の外側のフランジ２８の上面が必ずしも螺
刻されたリテーナ１４の底面と係合していなくてもその中に保持されるように、構成され
る。
【００２３】
　環状のリング６２は、弁座リング１２を係合する係合機構の一部で、弁座リング１２と
ボア２４との間に密閉を形成して、弁座リング１２を越えてオリフィス２６の外側への流
体の流動を防止する。弁座リング１２に十分な力で下向きに荷重をかけて、ボア２４の内
面との密閉を形成するために、環状のリング６２を貫通して放射状に離間した螺刻された
複数の穴６８が、弁座リング１２の外側のフランジ２８の上面と係合するように捻合して
押し下げるボルト７０を受容する。ボルト７０は、締め付けられてガスケット３２を圧縮
するように荷重をかけ、弁座リング１２とボア２４の内面との間に流体が漏出することを
防止する密閉を形成する。ボルト７０の大きさ、ボルト７０が製造加工される材料、なら
びに穴６８およびボルト７０の数および場所は、弁座リング１２が設置される特定の制御
弁１０の構成、および制御弁１０が設置されるシステムの動作要件により決定付けられ得
る。
【００２４】
　弁座リング１２と螺刻されたリテーナ１４の組み立ては、比較的簡単で、一般的に、特
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殊な道具または機械加工工程の使用を必要としない。ガスケット３２および弁座リング１
２は、ガスケット３２がボア２４の肩部３０上に載り、および弁座リング１２の外側のフ
ランジ２８がガスケット３２上に載る状態で、弁本体１６のボア２４に載設される。螺刻
されたリテーナ１４は、次に、リテーナ１４の螺刻された外面６６がボア２４の螺刻され
た内面６４と係合する状態で、弁本体１６に挿入される。螺刻されたリテーナ１４は、面
６４、６６の間の摩擦がドライバー工具の使用を必要としない限り、手作業で設置され得
る。どちらの場合も、螺刻されたリテーナ１４を弁本体１６に着座させるために必要なト
ルクは最小である。リテーナ１４が適所に捻合されると、ボルト７０の頭部の構成に応じ
て、スクリュードライバまたはアレンレンチ等の一般的な道具を使用して、ボルト７０が
弁座リング１２の外側のフランジ２８の上に締着される。
【００２５】
　図３Ａおよび図３Ｂは、バヨネット型接合の形式における連結機構により、弁本体８２
のボアに固定され得る、代替の例示的な実施形態のリテーナ８０を示す。リテーナ８０は
、上記の螺刻されたリテーナ１４と同一の一般的な構成を有することができ、かつ弁座リ
ング１２の上部のフランジ２８の上に締着されるボルト７０を受容するためにこれを貫通
した穴８６を有する内向きに延在する環状のリング８４を含むことができる。しかしなが
ら、螺刻されたリテーナ１４の環状のフランジ６０および螺刻された外面６６の代わりに
、リテーナ８０は、弁本体８２のボアの近傍にある弁本体８２の内面の対応するＬ形状の
陥凹部９０内に配置されて保持されるように構成される、放射状に離間した外向きに延在
する複数のタブ８８を有することができる。陥凹部９０は、陥凹部９０にタブ８８を受容
する開口部と、リテーナ８０が部分的に回転された後、陥凹部９０内にタブ８８を固定す
る張り出したリップとを含む。
【００２６】
　リテーナ８０を含む制御弁は、上記の制御弁１０と類似の方式において組み立てられる
。ガスケット３２および弁座リング１２は、ガスケット３２がボア２４の肩部３０上に載
り、かつ弁座リング１２の外側のフランジ２８がガスケット３２上に載る状態で、弁本体
８２のボア２４に載設される。リテーナ８０は、次に、タブ８８が弁本体８２の対応する
Ｌ形状の陥凹部９０の開口に整合される状態で、弁本体８２に挿入される。タブ８８が陥
凹部９０の開口を通って配置されると、リテーナ８０は、図３Ｂに示されるように右回り
方向に回転されて、タブ８８を陥凹部９０のリップの下方に配置して、陥凹部９０内にタ
ブ８８を保持し、軸４６と平行方向におけるリテーナ８０の実質的な運動を防止する。必
要な場合は、制御弁の動作中、タブ８０および／または陥凹部９０は、陥凹部９０内にタ
ブ８８を保持するように構成される戻り止めまたは他の係合機構（図示せず）をさらに含
むことができる。螺刻されたリテーナ１４を使用する場合と同様に、リテーナ８０を弁本
体８２に着座させるために必要なトルクは最小である。リテーナ８０が適所に回転される
と、ボルト７０は、ボルト７０の頭部の構成に応じて、スクリュードライバまたはアレン
レンチ等の一般的な道具を使用して、弁座リング１２の外側のフランジ２８の上に締着さ
れる。次に、制御弁のケージ３４、絞り要素４０およびボンネットが、弁本体８２内／上
に設置される。
【００２７】
　上記のような弁座リングの保持機構は、上記のようなこれまでに周知の機構に優る利点
を提供する。捻合される弁座リングと比較すると、弁座リングと弁本体のボアとの間に密
閉を形成するためにリテーナ１４、８０自体が締着されないため、リテーナ１４、８０お
よび弁座リング１２の設置および取り外し中、弁座リングリテーナ１４、８０に必要なト
ルク値は、捻合される弁座リングに必要なトルク値よりも低い。代わりに、弁座リングリ
テーナ１４、８０は、これらの適正な位置に回転される摩擦を越えるだけのトルクしか必
要としない。弁座リング１２上に締着されるボルト７０にはこれより大きいトルクが働く
が、ボルトを締着する場合、必要なトルクは、指定のトルクを加えるための標準の道具を
使用して加えられ得る。ボルト７０は、弁座リング１２の外周周辺に力を一定に分散し、
弁座リング１２の放射状および／または平面状の歪みを最小にすることができるガスケッ
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ト全体に直接荷重をかけることも可能である。
【００２８】
　捻合される弁座リングと比較すると、リテーナ１４、８０は、制御弁１０の弁本体１６
を破損する危険性を軽減して、弁座リング１２の取り外しおよび修理を容易にすることに
もなる。リテーナ１４、８０は、弁本体１６内で捻合される弁座と同一の程度まで締着さ
れないため、リテーナ１４、８０と弁本体１６との間の接触応力は、小さくなる。ボルト
７０が弁座リング１２から緩められ、リテーナ１４、８０と弁本体１６との間の対応する
応力が軽減されると、リテーナ１４、８０は、要素の間の残りの摩擦に反して回転されて
、弁本体１６から取り外され得る。接触応力によってボルト７０を緩めて外すことができ
ない場合、リテーナ１４、８０の部分は、弁本体１６を破損することなく切除され得、リ
テーナ１４、８０は弁本体１６全体の修理を必要とすることなく交換され得る。
【００２９】
　弁のウェブに小さいねじ立てした穴を正確に機械加工することが必要な上記のボルトで
固定される弁座リングとは対照的に、螺刻されたリテーナ１４は、このような穴を機械加
工する必要性を排除し、代わりに、弁本体１６の著しく大きい直径のボア２４に螺刻され
た内面６４を機械加工する。直径が大きい螺刻は、大型の弁本体の内面に経済的に切削さ
れ得る。必要な場合、小径のボルト７０を、環状のリング６２、８４の周辺に密な間隔で
配置することができ、均一な弁座リングの荷重を提供し、これによって、ボルトを広い間
隔で配置したことにより発生する場合がある、弁座リングの歪みおよび絞り要素と弁座リ
ングとの間、および弁座リングとボアの内面との間の関連する漏出を最小限にする。環状
リング６２、８４を貫通する追加の穴６８、８６を機械加工することは、弁本体１６、８
２のウェブに同様の数および直径の穴を機械加工するよりもはるかに経済的に実施され得
る。
【００３０】
　本明細書に開示された実施形態は、特定の流路を画定する具体的な入口および出口を有
するように説明されるが、入口および出口は、本開示の範囲を逸脱することなく、逆にす
ることができることを理解されるであろう。本明細書に開示されたリテーナは、上昇流ま
たは下降流の構成を有する用途において、上記と同一の利点を提供するであろう。またさ
らに、本明細書に開示された弁座リングおよびリテーナは、いずれの種類の制御弁または
他の制御弁にも適用され得る。リテーナおよびボルトは、上記のような大型のステム滑動
弁、ボール弁およびバタフライ弁等、弁座リングの密閉および維持がこれまで障害であっ
たような大型の制御弁で特に有用である。
【００３１】
　前述の説明は本発明の多数の様々な実施形態の詳細な説明を示すものであるが、本発明
の法的範囲は本特許の最後に示される請求項の語句により定義されることを理解されたい
。詳細な説明は、あくまでも例としてのみ解釈されるべきものであって、あらゆる可能な
実施形態を説明することは、不可能ではないにしろ実用的ではないため、本発明のあらゆ
る可能な実施形態は説明するものではない。現在の技術または本発明の特許出願日後に開
発される技術のいずれを使用しても、多数の代替実施形態が実施され得るが、これらは依
然として本発明を定義する請求項の範囲内である。
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